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Résumé

Résumé

Dans cette étude, nous avons axé nos recherches sur le développement des couches minces de dioxyde de
titane sur un substrat en alliage TA6V4 pour des applications biomédicales, afin d’assurer un bon
fonctionnement d'un systeme de santé et avoir un biomatériau plus efficace. Afin d’élaborer et de
caractériser la morphologie de ces couches et comprendre leurs interactions avec I'environnement
physiologique, nous avons utilisé la technique de pulvérisation cathodique, ou nous avons pris en compte
divers facteurs tels que le temps de traitement. Cette méthode nous a permis de déposer des films minces de
dioxyde de titane sur la surface de l'alliage de titane TA6V4, en variant le temps de traitement comme
parametre de dép6t. Les films obtenus présentent une structure compacte et dense. Le résultat du
comportement tribologique et électrochimique dans la solution SBF de ces films, montre que la couche
déposée améliore considérablement la résistance a [’usure et a la corrosion principalement pour le temps de
déposition de 3.5h. Les tests de bioactivité confirment la formation d’une fine couche d’hydroxyapatite sur

la surface des différents échantillons.

Mots clés: TA6V4, TiOz, pulvérisation cathodique, comportement tribologique, comportement

électrochimique, Couche mine, Topographie 3D, temps de traitement.




Abstract

Abstract

In this study, we focused our research on the development of thin layers of titanium dioxide on a
TAG6V4 alloy substrate for biomedical applications, in order to ensure the proper functioning of a
health system and to have a more efficient biomaterial. In order to elaborate and characterize the
morphology of these layers and understand their interactions with the physiological environment, we
used the sputtering technique, where we took into account various factors such as treatment time. This
method allowed us to deposit thin films of titanium dioxide on the surface of the titanium alloy
TA6V4, varying the processing time as the deposition parameter. The films obtained have a compact
and dense structure. The result of the tribological and electrochemical behavior in the SBF solution of
these films shows that the deposited layer considerably improves the resistance to wear and corrosion
mainly for the deposition time of 3.5h. Bioactivity tests confirm the formation of a thin layer of

hydroxyapatite on the surface of the different samples.

Keywords: TA6V4, TiO2, sputtering, tribological behavior, electrochemical behavior, mine layer, 3D
topography, processing time.




gadla

s ikl TABVA ASuud) (e dpide 4S5 o o il sl 6 (e 488 ) ciliide ki o Wisay LS il yall o34 B
& Lelolis pgls ikl o8 UK i o) Auleld ST Aypm 150 o smnll s Bpmaall el il s e (Jean i
A,k o U Conans Aadleal) cg Jie saanie Jolge eV 8 LT Cum g g1SI AAlA) 48 Liaddiia) s ol sandl) 2a)
PO i s i JalaeS Al s ks « TABVA pslial) A s o o il 3ausl (0 (o 1885 228 ey
G A yiall ALl o @Y1 026] SBF Uslae (o8 (a5 5l 5 SISV bl Aaii jely AHUS 5 Aiste By Lo Juanial
(e A8 Al (585 (g al) LN ) LA X el 3.5 o ladal) s yill d bl Al JSUl 5 JSU A glia S S

Al il e e il S 5 56l

Aalledl ¢ g ol




